	专利信息

	申请号：
	02110192
	申请日：
	2002/03/20 

	公开日：
	2003/03/12 
	公告日：
	

	公开号：
	1401816
	公告号：
	

	授权日：
	
	授权公告日：
	

	专利类别：
	发明 
	国别省市代码：
	14[中国|山西]

	代理机构代码：
	14101
	代理人：
	庞建英

	申请人地址：
	山西省太原市迎泽西大街79号

	邮编：
	030003
	范畴分类号：
	25F23D

	名称：
	离子束增强磁控溅射渗镀涂层装置及工艺

	国际分类号：
	C23C 14/35

	申请人：
	太原理工大学

	发明人：
	唐宾;潘俊德;徐重;田林海

	文摘：

	本发明离子束增强磁控溅射渗镀涂层装置及工艺属于金属材料表面改性的范畴。是一种非平衡磁控溅射和离子注入相结合的技术，在非平衡磁控溅射镀膜的装置中，加入一个中低能束离子源，从磁控溅射源发射出欲渗镀的金属及其合金的高能量、高离化率的金属离子流，在工件负偏压下的吸引下，快速沉积于预加热的工件表面，然后由中低能离子束注入氮和碳，使其沉积层与工件基体形成一定厚度的扩散层，在较低温度工件表面快速形成金属碳、氮化合物的表面改性层。

	主权利要求：

	一种离子束增强磁控溅射渗镀涂层装置其特征在于，是在可以抽取真空，并能充入气体介质的真空容器（１）中，设置阴极转动系统，非平衡磁控溅射系统，中低能离子源系统，工件予加热系统，同时配备有抽气系统和供气系统，其阴极转动系统由工件托盘（９）、工件（１０）和转动机构（６）组成，非平衡磁控溅射系统由磁控溅射靶源（３）、（１１）和真流电源（４）、（１３）组成，工件予加热系统由加热器（１７）加热电源（１６）组成，供气系统由供气瓶（１２）进气口（１４）组成，抽气系统由机械泵（８）和扩散泵（７）组成，工件（１０）置于工件托盘（９）上，位于真空容器（１）中央，非平衡磁控溅射靶源（３）、（１１）对称置于真空容器壁两侧，中低能离子源（１５）置于容器（１）的顶部，在阳极容器壁（２）和非平衡磁控溅射靶源（３）、（１１）之间分别连接可调０～１２００Ｖ直流电源（４）、（１３），在阳极容器壁（２）和工件（１０）之间连接可调的０～１０００Ｖ直流电源（５），加热器（１７）两端连接可调交流电源（１６），其非平衡磁控溅射靶源（３）、（１１）是由非对称的强磁铁和由欲渗镀金属、合金或石墨碳制成的不同形状的磁控靶构成，安放在容器壁（２）的两侧并可以向真空容器内推进０～５０ｍｍ距离，其真空容器顶部安装的离子源（１５）为中低能、大束流离子源。

	优先权项：

	

	PCT 项

	进入国家阶段日：

国际申请号：

国际申请日：

国际公布日：

国际公布号：

国际公布语言：



	法律状态：
	2006-9-20;视撤公告日


